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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2020-12007(P2020-12007A)
【公開日】令和2年1月23日(2020.1.23)
【年通号数】公開・登録公報2020-003
【出願番号】特願2019-195624(P2019-195624)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   7/18     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ    7/18     　　　Ｘ
   Ｃ０７Ｂ   61/00     ３００　

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月20日(2020.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルイス酸の存在下、下記式（Ｃ）で表される構造を有するシリルアセタールを反応させ
て下記式（Ｄ）で表される構造を有するオリゴシロキサンを生成する転位工程を含むこと
を特徴とするオリゴシロキサンの製造方法。
【化１】

（式（Ｃ）～（Ｄ）中、Ｒ１は水素原子、又は炭素原子数１～１８の炭化水素基を表す。
）
【請求項２】
　前記ルイス酸が、ルイス酸性を有するホウ素化合物である、請求項１に記載のオリゴシ
ロキサンの製造方法。
【請求項３】
　ルイス酸の存在下、前記転位工程で得られた式（Ｄ）で表される構造を有するオリゴシ
ロキサンと下記式（Ｅ）で表される構造を有するヒドロシランを反応させて下記式（Ｆ）
で表される構造を有するオリゴシロキサンを生成する置換工程を含む、請求項１又は２に
記載のオリゴシロキサンの製造方法。
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【化２】

（式（Ｄ）～（Ｆ）中、Ｒ１は水素原子、又は炭素原子数１～１８の炭化水素基を表す。
）
【請求項４】
　下記式（Ｄ－１）～（Ｄ－４）及び下記式（Ｆ－１）～（Ｆ－２）の何れかで表される
オリゴシロキサン。
【化３】

（式（Ｄ－１）～（Ｄ－４）及び式（Ｆ－１）～（Ｆ－２）中、Ｒ１は水素原子、又は炭
素原子数１～１８の炭化水素基を、Ｒ２はそれぞれ独立して炭素原子数１～１８の炭化水
素基、炭素原子数１～１２の炭化水素基を有するアルコキシ基、炭素原子数３～１８の炭
化水素基を有するシリルオキシ基、炭素原子数１～１８の炭化水素基を有するアシルオキ
シ基、又はハロゲン原子を、Ｒ３及びＲ４はそれぞれ独立して水素原子、炭素原子数１～
１８の炭化水素基、炭素原子数１～１２の炭化水素基を有するアルコキシ基、炭素原子数
３～１８の炭化水素基を有するシリルオキシ基、又はハロゲン原子を表す。） 
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